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オンライン技術セミナー 
グローバルウェーハズ・ジャパン株式会社 

山口大学大学院様 
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日程とテーマ 

第1回 10/19 (月) 14:30 - 16:00   

 1. シリコンウェーハ業界動向と将来ビジネス展望 (講師: 堀川 智之) 

 2. 先端ウェーハデザイン (講師: 須藤 治生) 

 

第2回 11/16 (月) 14:30 - 16:00 

 3. シリコン結晶成長技術 (講師: 坪田 寛之) 

 4. 結晶成長プロセスへのAI技術の活用 (講師: 永井 勇太) 

 

第3回 12/7 (月) 14:30 - 16:00 

 5. シリコンウェーハの研磨洗浄技術 (講師: 青木 竜彦) 

 6. シリコンウェーハの評価技術 (講師: 前田 貴弘) 
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はじめに ~本セミナーの開催趣旨について~ 

本セミナーでは、弊社の中堅エンジニアより、以下の内容についてご紹介致します。 

★半導体シリコンウェーハの業界動向と将来展望 

★シリコンウェーハを作り上げるための極限技術 
   (原子レベルの欠陥制御、ナノレベルの超高平坦加工&パーティクル制御、AIによるプロセス革新、etc.) 

日本が世界に誇るお家芸 “半導体シリコンウェーハ” 

その中に詰まった極限の世界について紹介します 
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あなたの側にシリコンウェーハ あなたの側にシリコンウェーハ 
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シリコンウェーハの製造プロセス 

単結晶シリコンインゴットの作製 

(緻密な欠陥 & 不純物制御) 

ウェーハ表層/内部のデザイン 

(高品質化 & 味付け) 

品質検査 

(ナノレベル品質) 

シリコンウェーハの加工 

(超高平坦度 & 超清浄度の達成) 
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なぜAIが必要なのか？ 

Source: Yole Developmentの資料をもとに弊社が作成 

パソコンが普及するまで25年 

スマホが普及するまで10年 

携帯が普及するまで15年 What’s next technology? 

技術の進化 ≒ 半導体の進化  
                                         (微細化、高集積化、低コスト化 etc.) 
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300mmシリコンウェーハ上の20nmの欠陥のサイズ感は・・・？ 

SEM Image 

直径90kmの範囲内で米粒を探す感じ 

パーティクル検査 / Surface Inspection 

※米粒(コシヒカリ)は長さ5mm×幅4mm程度 
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Create the future, 
from here. 
Global Wafers Japan Co.,Ltd. 


